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Halbleiterscheibe nach der Planartechnologie anwendbar. Das Ziel der Erfindung besteht in der Erhohung der 
Genauigkeitbei hoher Produktivitat der Strukturubertragung. Als Aufgabe steht d.e Schaffung e.ner E.nr.chtung d.e 
bei Verwendung einer Immersionsflussigkeit Turbulenzen vermeidet und mogliche Verunreinigungen auSerhalb des 
Scharfentiefebereiches des Probjektionsobjektivs halt. Die Erfindung besteht darin daB zwe. m.t 
Immersionsflussigkeit gefullte Kammern vorgesehen sind. von denen eine dem Projekt.onsobjekt.v und d.e zwe.te 
dem Substrai ^zugeordnet sind. Hochste Auf.osung wird erreicht, wenn zwischen den die Kammern abschheSenden 
optisch transparenten Medien ebenfalls Immersionsflussigkeit eingebracht w.rd. Fig. 1 
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Titel der Erfindung 

Einrichtung zur £ otolitbograf iscben Strukturiibertragung 



Anv/endungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur fotolitho- 
graf iscben Strukturiibertragung mittels eines Pro j ektions- 
objektivs 2utn Erzeugen eines Belichtungsrausters in 
einer £ otoempf indlicben Schicbt eines Substrates. Sie ist 
insbesondere bei der Erzeugung einer Mikrostruktur in 
einer £ otoempf indlicben Schicht einer Halbleiterscbeibe 
zur Herstellung von Halbleiterstrukturen nach der Planar- 
tecbnologie anwendbar. 

Charakteristik der bekannten technischen Losungen 
In der verbf £ entlicfaten Europaischen Patentanmeldung 
EP 0 023 231 sind ein Verfahren una eine Vorricbtung zum 
Kopieren eines Musters auf eine Halbleiterscbeibe be- 
scbrieben, die zwiscben einera Pro j ektionsobj ektiv und 
einer Halbleiterplatte eine Plussigkeit verwendet, deren 
Brecbungsindex dem des Lackiiberzuges der Halbleiterplatte 
entspricht, Dabei wird die Pliissigkeit standig ausgetauscht 
und temperiert und/oder gefiltert. Diese Vorricbtung soli 
eine VergroBerung der numerischen Apertur obne VergroBe- 
rung des Einf allswinkels erooglichen. Dieses aucb aus der 
Mikroskopie bekannte Prinzip (man vergleicbe hierzu: 
Brockhaus, "ABC der Cptik" Brockhaus Verlag Leipzig, 1961 
S. 565 ff.) ist bei Ubertragung auf das Gebiet der Mikro- 
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lithografie mit Nachteilen behaftet. Ein Nacbteil be- 
steht darin, dafi in der Fliissigkeit, deren Volumen bei 
dem bescbriebenen Verfahren erheblich" ist,' zwischen 
Projektionsobjektiv und Halbleiterscheibe bei der Her- 
stellung von bocbintegrierten Schaltkreisen infolge der 
notwendigen Verf ahrbewegung der auf einem Koordinaten- 
tisch befindlicfaen Halbleiterscheibe Turbulenzen erzeugt. 
werden. Deshalb wird man, bei heute aus Produktivitats- 
grunden hohen Verf ahrgescbwindigkeiten, endweder Fehler 
bei der Strukturiibertragung in Kauf nehmen miissen oder 
man muB das Zeitregime fur jeden Belichtungsscbritt , urn 
die Zeit fur die Beruhigung der Turbulenzen erweitern, 
was wiederum ProduktivitatseinbuBen bedeutet. 

Bin weiterer Nachteil ist die Handhabbarkeit des zu be- 
licbtenden Substrates unter Cleanroom-Bedingungen. Bei 
dem Verfabren gemSB obengenannter Patentanmeldung muB 
nacb jeder vollstandigen Belichtung einer Halbleiter- 
scbeibe diese aus der Fliissigkeit berausgebracbt werden 
und von der Fliissigkeit getrennt werden. Hier bestebt 
zunacbst die Gefabr, daB zum Beispiel Staub oder andere 
unerwunschte Stoffe die Oberflache des Substrates be- 
legen. Desweiteren laflt sicb die Oberflacbe des Substra- 
tes zum Beispiel zur Vorbereitung auf einen Kontroll- 
scbritt infolge der zablreichen Stufen, Graben, Er- 
bobungen etc. nur mit bohem Auf wand von der Flttssig- 
keit befreien. Weiterbin nacbteilig ist die Verwendung 
eines nacb oben offenen Behalters, der die Plussigkeit 
beinbaltet. Die daraus resultierende groBe FlUssigkeits- 
oberflacbe bietet so Eintrittsmoglichkeiten fUr Verunrei- 
nigungen der Plussigkeit, die erst nacb Durchlauf eines 
Filters beseitigt werden konnen. 

7.iel der E rfindung 

Ziel der Erfindung ist die Schaffung einer hochproduktx- 
ven und hochgenauen Sinricbtung zur f otolitbograf iscben 
S t ruk turii b e r t r agung . 
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Dsrlegung des Wesens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung 
zur fotolithografischen Strukturubertragung mittels eines 
Prooektionsobj ektivs zu entwickeln, in welcher ein ge- 
ringes Volumen Inmersionsf liissigkeit Verwendung findet, 
so dafi keine storenden Turbulenzen in Erscheinung treten 
und die so aufgebaut ist, dafi mbgliche Verunreinigungen 
aufierhalb des Scbarf entief ebereiches des Pro j ektionsob- 
j ektivs liegen und so keine Strukturierungsf ehler verur- 
sacben. Das zu belicbtende Substrat soil so handhabbar 
sein, dafi die f otoempf indliche Schicbt des Substrats in 
keiner Weise beeintrachtigt wird. 

Erfindung sgemafi wird die Aufgabe dadurcb gelSst, dafi bei 
einer Einricbtung zur f otolithograf iscben Strukturttber- 
tragung mittels eines Prod ektionsob^ ektivs zum Erzeugen 
eines Belichtungsmusters in einer f otoempf indlichen Schicbt 
eines parallel zur Bildebene schrittweise bewegten und 
auswechselbaren Substrats, wobei im optischen Strablengang 
zwiscben der f otoempf indlicben Schicht und der dieser zu- 
gewandten Grenzflache des Produktionsobj ektivs eine 
Immersionsflussigkeit annafaernd gleicben Brechwertes wie 
der der lichtempf indlichen Schicbt Verwendung findet, im 
optiscben Strablengang zwiscben Proj ektionsob j ektiv und 
der fotoempfindlichen Schicht des Substrats zwei vonein- 
ander getrennte, gegen die Atmosphare abgescfalossene , 
relativ zueinander bewegbare und mit Immersionsf liissigkeit 
gefUllte Kammern vorgesehen sind, wobei die erste Kammer, 
die mit dem Proj ektionsobj ektiv fest verbunden ist, von 
der der fotoempfindlichen Schicbt zugewandten Grenz- 
flacbe des Pro j ektionsobj ektivs und von einem optisch 
transparenten Medium begrenzt wird, und die zweite Kammer, 
die mit dem Substrat verbunden ist, von der fotoempfind- 
lichen Schicht des Substrats und von einem weiteren op- 
tiscb transparenten Medium begrenzt wird. 
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Als optisch transparente Medien lassen sich vorteilhaft 
Glasplatten und/oder Folien einsetzen. 

Zur. Verringerung des Volumens an bewegter Immersions- 
fliissigkeit und damit zur Verringerung von Turbulenzen 
in der Immersionsf lussigkeit ist es von Vorteil, wenn 
mindestens eine Kammer mit einer Einrichtung zur Veran- 
derung des Druckes der Immersionsf lussigkeit in Verbindung 
stent und wenn das optisch txansparente Medium dieser 
Kammer senkrecbt zur Bildebene bewegbar angeordnet ist. 

Zur weiteren Erhohung der Auflosung des Projektionsob- 
jektivs sowie zur Verringerung von Strukturiibertragungs- 
fehlern kann man zwiscfaen den die Kammexn begrenzenden 
optisch transparenten Medien ebenfalls Immersionsf lussig- 
keit einbringen. 

Ausfuhrungsbeisoiele 

In der Zeichnung sind Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung 
dargestellt, und zwar zeigen: 

Pig. 1 ein Ausfiihrungsbeispiel der erf indungsgemafien Ein- 
richtung mit zwei Glasplatten als Abschlufi der 
Kammexn, 

Pig. 2 ein AusfUhrungsbeispiel mit einer mittels Ring- 
membran bewegbar angeordneten Glasplatte, 

Pig . 3 ein Ausfuhrungsbeispiel, wo die Kammer vor dem 

Projektionsoboektiv mit einer Polie abgescblossen 
ist. 

Die erfindungsgemSBe Einrichtung besteht nach Pig. 1 aus 
einem gestellf esten Proj ektionsob j ektiv 1. Mit dem Pro- 
jektionsobjektiv 1 fest verbunden ist eine Kammer 2, 
die restlos mit Immersionsf lussigkeit 3 gefullt ist. 
Die Kammer 2 ist gegen die Atmosphare abgeschlossen und 
wird im ootischen Strahlengang von der der f otoempf indlx- 
chen Schicht zugewandten Grenzflache 4 des Projekticns- 
objektivs 1 und von einer optisch transparenten, plan- 
parallelen Glasolatte 5 begrenzt. Desweiteren besteht die 
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Einrichtung aus einer zweiten Kammer 6, die mit dem zu 
belichtend.en Substrat zum Beispiel mit einer Halbleiter- 
scheibe 7 verbunden ist. Diese zweite Kammer 6 wird 
unter anderem von der f otoempf indlichen Schicht 8 der 
Halbleiterscheibe 7 und von einer weiteren optisch 
transparenten, planparallelen Glasplatte 9 begrenzt. 
In der zweiten Kammer 6 befindet sich ebenfalls Immer^ 
sionsf lussigkeit 10. Die zweite Kammer 6 einschlieB- 
lich der Glasplatte 9 und der Halbleiterscheibe 7 be- 
finden sicb auf der Tiscbplatte 11 eines Koordinaten- 
tisches, der iiber Bewegungseinrichtungen ' 12 eine 
Relativbewegung der Halbleiterscheibe 7 parallel "und 
senkrecbt zur Bildebene 13 bewirkt. 

Zur Erhb'hung der Auflosung befindet sicb zwiscben den 
beiden die Kammern 2, 6 begrenzenden Glasplatten 5 
und 9 weitere Immersionsf lussigkeit 14, deren Ober- 
flache 15 in einem Behalter 16 hdber liegt, als die der 
Halbleiterscheibe zugewandte Flache 17 der Glasplatte 5. 
Zwiscben der Grenzflache 4 des Proj ektionsobj ektivs 1 
und der f otoempf indlichen Schicht 8 der Halbleiterschei- 
be 7 verlauft der optiscbe Strahlengang somit nur in 
Medien annahernd gleichen Brechwertes wie der der foto- 
empfindlicben Schicht, wenn man voraussetzt, daJ3 die 
Brechwerte der Immersionsf liissigkeiten 3, 10 und 14 
und der Glasplatten 5 und 9 annahernd ubereinstimmen. 
Will man eine weitere Reduzierung des bewegten Volumens 
an Immersionsf lussigkeit 14 erreicfaen, das heifit auch 
eine Redizierung der darin auftretenden Turbulenzen, dann 
kann man den Abstand zwiscben den beiden zueinander be- 
wegten Kammern 2 und 6 minimal auslegen. -Vorteilhaf t 
lassen sich hier zum Beispiel an Kammer 2, wie in 
Pigur 2, Glasplatten 18 einsetzen, -die in der Kammer 2 
mittels einer Ringmembran senkrecht zur Bildebene 13 
beweglich angeordnet ist. Den gleichen Zweck soli die 
Polie 20 in Pigur 3 erfxillen. Die Kammer 2 stebt in 
diesen Pallen xiber einem AnschluSstutzen 21 mit einer 
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Einrichtung 22 zur Veranderung des Druckes der Immer- 
sionsfliissigkeit in Verbindung. -Wahrend der Belichtung 
der fotoempfindlicben Schicht . 8 wird die Glasplatte 18 
durch einen erhohten Bruck in der Kammer 2 in Richtung 
Bildebene 13 bewegt. Wahrend der Bewegung der Tisch- 
platte 11 zur Vermeidung vcn Bescbadigungen der Glas- 
platte 18 oder Polie 20 wird durcb Bruckminderung der 
Immersionsfliissigkeit 3 in Katmner 2 die Glasplatte 
18 oder Polie 20 von der sicb bewegenden Glasplatte 9 
wegbewegt • 

Bie im AusfUhrungsbeispiel bescbriebene Einrichtung laBt 
sich auch ohne Immersionsf lussigkeit U bescHreiben. In 
diesem Falle hatte man nit keinerlei Turbulenzen zu recfa- 
nen. Bie Vorteile der erf indungsgemSBen Einricbtung 
bleiben erhalten, well der Abstand beider Kammern 2 und 
6 minimal gehalten werden kann und die gegen Verunrei- 
nigungen (Staub u.a.) empfindlichen Plachen auBerhalb 
des Scharfentiefenbereichs des Pro j ektionsobjektivs 7 
liegen. 



Erf indungsanspruch 

1. Einrichtung zur f otolithcgraf ischen Strukturuber- 
tragung mittels- eines Pro j ektionsob j ektivs zum Erzeugen 
eines Belichtungsmusters in einer f otoecnpf indlichen 
Schicht eines parallel zur Bildebene schrittweise beweg- 
ten und auswechselbaren Substrata, wobei im opt ischen 
Strahlengang zwischen der fotoempf indlichen Schicht und 
der dieser zugewandten Grenzflache des Projektionsob- 

j ektivs eine Immersionsf liissigkeit annahernd gleichen 
Brechwertes wie der der liehtempf indlichen Schicht Ver- 
wendung findet, dadurch gekennzeichnet, dafl im optischen 
Strahlengang zwischen Pro j ektionsobj ektiv und der foto- 
empf indlichen Schicht des Substrats zwei voneinander ge- 
trennte, gegen die Atmosphare abgeschlossene, relativ zu- 
einander bewegbare und mit Immersionsf liissigkeit geflillte 
Kammern vorgesehen sind, wobei die erste Kammer, die mit 
dero ProJ ektionsob j ektiv fest verbunden ist, von der der 
fotoempf indlichen Schicht zugewandten Grenzflache des Pro- 
jektionsobj ektivs und von einem optisch transparenten 
Medium begrenzt wird und die zweite Kammer, die mit dem 
Substrat verbunden ist, von der fotoempf indlichen Schicht 
des Substrats und von einem weiteren optisch transparen- 
ten Medium begrenzt wird. 

2. Einrichtung nacfa Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die optisch transparenten- Medien Glasplatten und/oder 
Polien sind. 

3. Einrichtung nach Punkt 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB mindestens eine Kammer mit einer Einrichtung zur Ver- 
anderung des Druckes der Immersionsf liissigkeit in Verbin- 
dung steht, und da£ das optisch transparente Medium dieser 
Kammer senkrecht zur Bildebene bewegbar angeordnet ist. 

4. Einrichtung nach Punkt 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
daJ3 sich zwischen den die Kammern begrenzenden optisch 
transparenten Medien ebenfalls Immersionsf liissigkeit 
befindet. 
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(57) An apparatus for the photo-lithographic transfer of structures by means of a projection objective 1 (projection 
lens) is described. It is used for the production of semiconductor structures in a photo-sensitive layer 8 on a 
semiconductor disc 7 (wafer) using planar technology. The object of the invention is to increase the accuracy with a 
higher productivity of structure transfer, by providing an apparatus that, when using immersion liquid, avoids 
turbulence and keeps possible contamination outside the Depth-Of-Focus of the projection lens 1. The invention 
comprises two chambers 2,6 filled with an immersion liquid 3,10, one of which 2 is associated with the projection lens 
1 and the second 10 is associated with the substrate 7. The highest resolution is achieved when immersion liquid 14 is 
also introduced between the optically transparent media 5,9 used to seal the chambers 2.10. 
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Title of the Invention 

Apparatus for the photo- lithographic transfer of structures 
Field of Use of the Invention 

The invention relates to an apparatus for the photo- lithographic 
transfer of structures by means of a projection objective 
(projection lens) to produce an exposure pattern in a photo- 
sensitive layer of a substrate. It is especially useful for the 
production of micro-structures in a photo-sensitive layer of a 
semiconductor disc (wafer) in the manufacture of semiconductor 
structures using planar technology. 

Characteristics of known technical solutions (prior art) 
The published European application EP 0 023 231 describes a method 
and an apparatus for copying a pattern onto a semiconductor wafer 
which uses, between a projection lens and a semiconductor plate, a 
liquid whose refractive index corresponds to that of the coating 
(resist) on the semiconductor wafer. Additionally, the liquid is 
constantly replaced and brought to the predetermined temperature 
and/or filtered. This apparatus allows the numerical aperture to be 
increased without increasing the incidence angles. This principle, 
also known in the field of microscopy (compare: Brockhaus, "ABC der 
Optik" (ABC of Optics) Brockhaus Publishing Leipzig, 1961 p. 565 
ff.), proves disadvantageous when applied in the field of micro- 
lithography. 
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In the disclosed method, the volume of liquid is considerable. One of the 
disadvantages is the turbulences produced in the liquid between the 
projection lens and the semiconductor wafer during the production of 
highly- integrated circuits due- to the -necessary movements of the 
semiconductor wafer on a coordinate table (stage) . For this reason, current 
high process speeds aimed at increasing productivity means that either 
errors in the structure transfer must be accepted or the timing schedule 
for each exposure step must be expanded to allow the turbulences to die 
down - both of which result in productivity losses. 

A further disadvantage is the difficulty in handling, under cleanroom 
conditions, of the substrate to be exposed. Using the method of the patent 
application mentioned above, a wafer must be brought out of the liquid and 
separated from the liquid after each conpleted exposure. To begin with, 
there is a danger that, for exanple dust or other undesired materials may 
be present on the surface of the substrates. Further more, the surface of 
the substrates may need to be cleared of liquid before measurement or 
inspection can take place. This can only be done at high cost because of 
the numerous steps, trenches, elevations etc. on said surface. A still 
further disadvantage is the use of an open-topped container to contain the 
liquid. The resulting large surface area of liquid provides a path for 
contaminants to the liquid which can be removed by first passing the liquid 
through a filter. 

Object of the Invention 

The object of the invention is to provide a highly productive and highly 
accurate apparatus for photo- lithographic pattern transfer. 
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The Essence of the Invention 

The invention solves the problem of how to design an apparatus for photo- 
lithographic pattern transfer by means of a projection lens, in which" a 
small volume of immersion liquid is used, so that no disruptive 
turbulences arise and is so configured that possible contaminants lie 
outside the Depth -Of -Focus of the projection lens and thus cause no 
patterning errors. Also the substrate handling should be configured to 
avoid compromising the photo- sensitive layer on the substrates. 

According to the invention, the problem is solved by an apparatus for 
photo- lithographic structure transfer by means of a projection lens to 
produce an exposure pattern in a photo- sensitive layer on a substrate, 
wherein the substrate is movable in steps parallel to the image plane and 
wherein the substrate is exchangeable, whereby an immersion liquid with a 
refractive index approximately equal to that of the photo- sensitive layer 
is disposed in the optical path between the photo- sensitive layer and the 
projection lens interface facing said layer, the apparatus further 
comprising two chambers separated from each other and movable with respect 
to each other, sealed from the atmosphere and filled with immersion 
liquid, wherein the chambers are disposed in the optical path between the 
projection lens and the photo- sensitive layer of the substrate, whereby 
the first chamber, which is rigidly attached to the projection lens, is 
bounded by the projection lens interface facing the photosensitive layer 
and by an optically transparent medium, and whereby the second chamber, 
which is rigidly attached to the substrate, is bounded by the photo- 
sensitive layer on the substrate and by a further optically transparent 
medium. 
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Glass plates and/or films may be advantageous as optically transparent 
media . 

In order to reduce the volume of moving immersion liquid and thus reduce 
turbulences in the immersion liquid, it is advantageous when at least one 
chamber is provided with a device for changing the pressure of the 
immersion liquid, and when the optically transparent medium of at least 
one chamber is movable perpendicular to the image plane. 

To further increase the resolution of the projection lens as well as to 
reduce structure transfer errors, immersion liquid may also be disposed 
between the optically transparent media which bound the chambers. 



Exemplary embodiments 

The drawings depict exemplary embodiments, namely: 

Fig. 1 an apparatus according to the invention comprising two glass plates 

for sealing the chambers, 
Fig. 2 an embodiment in which a glass plate is configured to be movable 

using an annular membrane, 
Fig. 3 an embodiment in which the chamber in front of the projection 

lens is sealed with a film. 

The apparatus according to the invention as depicted in Fig. 1 consists of 
a projection lens 1 rigidly attached to a frame. A chamber 2 is rigidly 
attached to said projection lens 1, and filled completely with immersion 
liquid 3. The chamber 2 is sealed from the atmosphere, disposed in the 
optical path and bounded by projection lens interface 4 facing the photo- 
sensitive layer 8 and by an optically transparent plane parallel glass 
plate 5 . 
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The apparatus further comprises a second chamber 6, attached to the 
substrate for exposure, for example to a semiconductor wafer. This 
second chamber 6 is bound by at least the photo- sensitive layer 8, the 
semiconductor wafer 7 and a further optically transparent plane parallel 
glass plate 9. Immersion liquid 10 is also present in the second chamber 
6. The second chamber 6 including the glass plate 9 and the 
semiconductor wafer 7 are disposed on the table 11 of a coordinate 
stage, which comprises actuators 12 configured and arranged to move the 
semiconductor wafer 7 parallel and perpendicular to the image plane 13 . 

To increase resolution, immersion liquid 14 is disposed between the glass 
plates 5 and 9 which form the boundaries of chambers 2 and 6. The surface 
15 of the immersion liquid 14 in a container 16 is higher than the glass 
plate's 5 surface 17 which faces the semiconductor wafer 7. Consequently, 
the optical path between the projection lens interface 4 and the photo- 
sensitive layer 8 on the semiconductor wafer 7 only passes through media 
with approximately the same refractive index as the photo- sensitive layer 
8, assuming that the refractive indexes of the immersion liquids 3, 10 and 
14 approximately match. The moving volume of immersion liquid 14, and thus 
the amount of turbulences in this liquid 14, may be reduced by minimizing, 
in the design, the distance between the two mutually movable chambers 1 
and 6 . 

As depicted in figure 2, it may be advantageous to modify the chamber 2 
such that a glass plate 18 is movable perpendicular to the image plane 13 
by means of an annular membrane 19. The film 20 in figure 3 fulfills a 
similar purpose. In these cases, the chamber 2 is provided with a connection 
21 to an apparatus 22 for changing the pressure of the immersion liquid 3. 
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During exposure of the photo-sensitive layer 8, the glass plate 18 is moved in 
the direction of the image plane 13 by an increased pressure in the chamber 2. 
During the movement of the table 11, damage to the glass plate 18 or film 20 is 
avoided by reducing the pressure of the inmersion liquid 3 in the chamber 2 - 
this rroves the glass plate 18 or film 20 away from the moving glass plate 9. 

The apparatus from the embodiment may also be enployed without immersion 
liquid 14. In this case, there will be no turbulence problems. The 
apparatus retains the advantages of the invention, because the afstand 
between chambers 2 and 6 can be kept to a minimum, and the surfaces 
sensitive to contamination (including dust) lie outside the Depth-Of -Focus 
of the projection lens 1. 
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Claims 

1. Apparatus for photo- lithographic _ structure transfer. by means of:. 

a projection lens 1 to produce an exposure pattern in a photo- 
sensitive layer 8 on a substrate 7, wherein the substrate 7 is movable 
in steps parallel to the image plane 13 and wherein the substrate 7 is 
exchangeable, whereby an immersion liquid 3,10,14 with a refractive 
index approximately equal to that of the photo-sensitive layer 8 is 
disposed in the optical path between the photo-sensitive layer 8 and 
the projection lens interface 4 facing said layer 8, characterized in 
that: 

the apparatus further comprises two chambers 2,6, separated from each 
other and movable with respect to each other, sealed from the 
atmosphere and filled with immersion liquid 3,10, wherein the chambers 
2,6 are disposed in the optical path between the projection lens 1 and 
the photo- sensitive layer 8 of the substrate 7; 

whereby the first chamber 3, which is rigidly attached to the 
projection lens 1, is bounded by the projection lens interface 4 
facing the photosensitive layer 8 and by an optically transparent 
medium 5; and 

whereby the second chamber 6, which is rigidly attached to the 
substrate 7, is bounded by the photo- sensitive layer 8 on the 
substrate 7 and by a further optically transparent medium 9. 

2. Apparatus according to claim 1, characterised in that the optically 
transparent media 5,9 are glass plates and/or films 20. 

3. Apparatus according to claims 1 and 2, characterised in that at least 
one chamber 2,6 is provided with a device for changing the pressure of 
the immersion liquid, and in that the optically transparent medium 
5,10,20 of at least one chamber 2,6 is movable perpendicular to the 
image plane 13 . 

4. Apparatus according to claims 1 to 3, characterised in that immersion 
liquid 14 is also disposed between the optically transparent media 
5,9,20 which bound the chambers 2,6. 



Attached are 3 pages of drawings. 

(English Translation of DD 224 448 A1) 



4486 



-8- 



5 




Figur 1 
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